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摘要(译)

提供了一种超声波设备和用于超声波设备的波束形成方法。根据一个方
面，一种超声波装置包括2D阵列换能器，其中多个元件以多个行和列排
列;信号供应器，被配置为向2D阵列换能器提供超声信号;第一延迟器，
被配置为延迟超声信号以输出对应于行数和列数中的任何一个的多个第
一延迟信号;第二延迟器，被配置为延迟所述多个第一延迟信号中的一个
以输出与所述行数和列数中的另一个相对应的多个第二延迟信号，并将
所述多个第二延迟信号发送到2D。阵列换能器。
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